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HORIZONTALE
BESCHICHTUNGSANLAGE

Hochflexible & skalierbare Inline-Systeme
für horizontalen Substrattransport



HIS
S P

LA
TF

OR
M HOCHFLEXIBLE &

SKALIERBARE INLINE-SYSTEME
FÜR HORIZONTALEN SUBSTRATTRANSPORT
Die HISS ist eine mo du lare Be schich tungs anlage für die
horizontale Be schich tung von Sub stra ten. Sie ist die
beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Pro duk -
tions anlage mit kleinem oder mit tler em Durchsatz su-
chen, die mit bewährter Technologie ausgestattet ist.

Dank ihres mo du lar en Aufbaus kann die HISS nach Ih-
ren Bedürfnissen konfiguriert werden. Wir bieten ver-
schiedene Konfigurationen an, wie zum Beispiel die Ver-
sion mit nur einem Ende für einen kleineren
Produktions umfang.

Das System bietet eine hohe Prozess flexibilitätfür Sput-
terprozesse und thermisches Verdampfen. 

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlage mit
standardisierten Modulen ermöglicht eine kunden spezi-
fische Konfiguration. Die Anlage kann also an neue Pro-
zesse oder Anforderungen angepasst werden. Daher
können unsere Kunden mit dieser Anlage auf Änderun-
gen der Anforderungen an Produkt und Prozess
reagieren.


Beidseitige oder einseitige Beschichtung

passend zur Ihren Substrat- &
Prozessanforderungen


Hohe Prozessflexibilität

durch Kompatibilität mit verschiedenen
Prozesseinheiten


Leicht anpassbar an Ihre Bedürfnisse

durch flexible Kon fi gu ra tions op tio nen

ADVANCED PANEL-
LEVEL PACKAGING RADAR ANTENNEN

METALLISCHE
BIPOLAR PLATTEN LEITER PLATTEN

IBC-SOLAR ZELLEN
TOPCON SOLAR -
ZELLEN

HETERO JUNCTION-
SOLAR ZELLEN

PEROWSKIT-TANDEM -
SOLAR ZELLEN

LEISTUNGS -
ELEKTRONIK

ANWENDUNGEN


BASIC FACTS
Subject to change without notice due to
technical improvement. 

Substrates
Glass, polymers, metals … 

Coating area
Up to 1000 x 600 mm²

Deposition arrangement
Double-sided or single-sided

Substrate temperature
RT … 250°C

Deposition technology
Magnetron sputtering, linear
evaporation, pre- and post-treatment …

Transport type
Carrier or glass transport

Loading & unloading
Optional automation by robot

System control
Siemens SPS and WinCC


